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L10型 FeNi規則合金(以下、L10-FeNi)は FeとNiが交互に単原子層ずつ重なった fct構造であり、

その結晶異方性から四回対称軸上に大きな一軸磁気異方性を持つことで知られ、[1][2]貴金属を用

いないという元素戦略的観点から新規磁性材料として作製プロセスの確立が求められている。し

かしながら、L10-FeNiは通常の単結晶作製法では作製がほぼ不可能であるとされてきた。[3]近年

になって、MBEでの交互積層によって作製可能と示唆される報告がなされたが、[4]依然として形

状磁気異方性に抗する垂直磁化を実現できていない。その原因として蒸着時の Fe、Ni層および基

板界面の原子拡散が考えられる。本研究の目的は、窒素(N)サーファクタント効果[5]を用いること

でこれらの困難を克服することである。 

本研究では、まず Cu(001)面上に Ni2N 原子層 [6]を作製して、その上に Fe と Ni を交互に原子

層蒸着することで、成膜時の Fe/Ni 間の窒素サーファクタント効果を検証し、さらにアニール処

理による多層膜の結晶構造最適化を試みた。XPSおよび STM、LEED 測定から、アニール温度 300

度未満では窒素が Fe および Ni 蒸着後も常に最表面に存在し続け、窒素によって Fe/Ni 間の界面

拡散が抑制されていることが確かめられた。そして、約 150℃で 10時間程度アニールすることで

ほぼ一様に規則構造が形成された。さらに、UVSORのBL-4B[7]においてXAS/XMCD測定を行い、

磁気特性について調べた。その結果、作製された薄膜の磁気異方性が、表面原子層の種類によっ

て変化する様子が観察され、特に表面層が Ni2Nである薄膜では、先行研究で見られていた面内磁

気異方性が弱くなることを XMCDの磁化曲線測定から確かめた。これらを総合して、窒素サーフ

ァクタント効果が L10-FeNi作製に有効であることを報告する。 
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